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그림 1. 소결기체의 산소 포텐샬 

그림 2. 수소기체에서 UO2 및 UO2-10wt%Gd2O3 성형체의 치밀화 거동
   (a) 치밀화 양, (b) 치밀화 속도

(a) (b)
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그림 3. 소결 중간단계에서 X-선 회절 pattern 
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그림 4. 산화성 기체에서 UO2 및 UO2-10wt%Gd2O3 성형체의 치밀화 거동
   (a) 치밀화 양, (b) 치밀화 속도

(a) (b)

그림 5. 수소 및 산화성 기체에서 UO2-10wt%Gd2O3 성형체의 치밀화 비교   
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